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PLP曝光机

概要

实现高精细高精度的曝光

LCD,FPC,COF,TouchPanel,FlexiblePanel,
MetalMask etc
基材类型：基板，Film，Wafer

规格

用途

曝光方式：单面曝光，双面曝光
--------------------------------------------------------
曝光方法：接近曝光，真空接触曝光，软/硬接触曝光
--------------------------------------------------------
基板搬送方式：Sheet-to-Sheet，Roll to Roll
--------------------------------------------------------
有效曝光面积：500×500，600×600mm
--------------------------------------------------------
照度均一性：<5%
--------------------------------------------------------
对准精度：

Mask-to-Mask:±1um ,±5um
Mask-to-webmark :±5um, ,±15um
--------------------------------------------------------

・UV光学系
提供满足照度分布、平行度、直角度和波长等要求的最佳UV光学照明方案

・对准系统
处理透明电极和肉眼无法识别的标记
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